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daS er aus einem Grundkdrper besteht, dessen Grundmate- 
rlal eine chemische Reinheft von mindestens 99,9% und 
einen Cristobalitgehalt von hdchstens 1% besitzt, der gasun- 
durchlaaslg und opak 1st Poren enthalt, bei einer Wandstar- 
ke von 1 mm eine praktisch konstante, unterhalb 10% 
llegende, dirakte spektrale Transmission Im Wellenlingen* 
berelch X — 190 nm bis X - 2650 nm besitzt und eine Dichte 
von wenfgstans 2,15 g/cm 3 aufweist und daB der transpa- 
rente Oberflachenberelch aus dem bei einer Temperatur 
oberhalb 1650°C warmebehandelten Grundmaterial gebiidet 
1st, seine Dicke mindestens 03 mm betrigt und seine dirakte 
spektrale Transmission, bei einer Schichtdlcke von 1 mm Im 
Welleniangenbereich von X - 600 nm bis X - 2650 nm, 
einen Wert von mindestens 60% besitzt. 
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Die Erfindung bezieht sich auf einen Formkdrper aus 
Quarzglas, der mindestens einen Oberflachenbereich 
aus transparentem Quarzglas aufweist, dessen freie 
Oberflache glatt ist und eine Oberfiachenmikrorauhig- 
keit kleiner als 8 \im besitzt 

Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf ein Verfah- 
ren ziir Herstellung eines Formkorpers aus Quarzglas 
mit mindestens einem Oberflachenbereich aus transpa- 
rentem Quarzglas, dessen Oberflache glatt ist und eine 
Oberflachenmikrorauhigkeit kleiner als 8 u.m besitzt. 

Auflerdem bezieht sich die Erfindung noch auf einen 
Behalter aus Quarzglas mit einem Einblickfenster aus 
transparentem Quarzglas. 

Aus der japanischen Gebrauchsmuster-Verdffentli- 
chung Nr. S55-52906 (veroffentlicht am 26. Januar 1983) 
ist ein Formkorper aus Quarzglas bekannt der minde- 
stens einen Oberflachenbereich aus transparentem 
Quarzglas aufweist, dessen freie Oberflache glatt ist und 
eine Oberflachenrauhigkeit kleiner als 2uxn besitzt 
Hierbei ist auf den Flansch eines Grundkorpers aus opa- 
kem, blasenhaltigerh Quarzglas ein Flanschring aus 
transparentem Quarzglas aufgeschmolzen, dessen freie 
Oberflache zur Erlangung der erwOnschten niedrigen 
Oberflachenrauhigkeit noch poliert und zur Oberfla- 
chenglattung feuerglasiert wurde, Dieser Aufbau des 
Formkorpers ist sehr kostenintensiv, weil der Flansch- 
ring jeweils einzeln aus einer transparenten Quarzglas- 
platte geschnitten werden mufi, was it a. mit erhebli- 
chem Verschnittabfall verbunden ist Auch ist das Auf- 
schmelzen eines solchen Flanschrings aus transparen- 
tem Quarzglas auf einen Flansch aus opakem Quarzglas 
risikoreich wegen moglicherweise auftretender Schwin- 
dungserscheinungen und/oder Spannungen zwischen 
den beiden Quarzglassorten. Abgesehen davon ist diese 
Herstellungsweise auch sehr arbeitsintensiv. Ein Feuer- 
glasieren der freien Flanschoberflache des Formkorpers 
aus opakem Quarzglas hatte zu keinem Erfolg gefQhrt, 
weil dies zwar zu einer glatten, gegen Saurebehandlung 
resistenten Oberflache fahrt aber die Blasen des Quarz- 
glases als Ldcher von erheblicher GroBe in der freien 
Oberflache zuriickbleiben. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
Formkorper aus Quarzglas gemaB der eingangs charak- 
terisierten Art zu schaffen, der einen einfachen Aufbau 
aufweist und dessen Herstellung preiswert ist und eine 
Bevorratung oder separate Herstellung von Zusatzbau- 
teilen vermeidet 

Der Erfindung liegt die weitere Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zur Herstellung solcher Formkdrper be- 
reitzustellen, das in einfacher Weise durchzuftihren ist 
und Materialabfall praktisch vermeidet 

Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrunde, die 
Herstellung von Behaltern aus Quarzglas mit Einblick- 
f enstern zu vereinfachen. 

Geldst wird die Aufgabe fur einen Formkdrper der 
eingangs charakterisierten Art erfindungsgemaB da- 
durch, daB er aus einem Grundkdrper besteht dessen 
Grundmaterial eine chemische Reinheit von mindestens 
99,9% und einen Cristobalitgehalt von hochstens 1% 
besitzt der gasundurchiassig und opak ist Poren ent- 
halt, bei einer Wandstarke von 1 mm eine praktisch kon- 
stante, unterhalb 10% liegende, direkte spektrale Trans- 
mission im Welieniangenbereich X = 190 nm bis X = 
2650 nm besitzt und eine Dichte von wenigstens 
2,15 g/cm 3 aufweist, und daB der transparente Oberfla- 
chenbereich aus dem bei einer Temperatur oberhalb 



1650°C warmebehandelten Grundmaterial gebildet ist, 
seine Dicke mindestens 0,5 mm betragt und seine direk- 
te spektrale Transmission bei einer Schichtdicke von 
1 mm im Welieniangenbereich von X «= 600 nm bis X = 
5 2650 nm einen Wert von mindestens 60% besitzt 

Die erfindungsgemaBen Formkdrper zeichnen sich 
vorteilhaft weiterhin dadurch aus, daB mindestens 80% 
der Poren des Grundmaterials eine maximale Porenab- 
messung von weniger als 20 jim aufweisen; vorteilhaf- 
io terweise betragt die maximale Porenabmessung weni- 
ger als 10 um Der Porengehalt im Grundmaterial liegt 
im Bereich von 0^ bis 2,5% pro Volumeneinheit 

Dadurch, daB der Formkdrper aus einem Grundkdr- 
per aus dem Grundmaterial mit den spezifizierten Cha- 

15 rakteristika gebildet ist, werden Spannungen praktisch 
vermieden, weil die Dichte des opaken, porenhaltigen 
Grundmaterials und die Dichte des durch Warmebe- 
handlung transparent gewordenen Grundmaterials sich 
nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Wegen des 

20 geringen Prozentsatzes an Poren pro Volumeneinheit 
im Grundmaterial zeigtidas zu transparentem Material 
umgewandelte Grundmaterial auch keine merklichen 
Schrumpfungserscheinungen. Viele andere technische 
Eigenschaften sind nahezu identisch mit denen des 

25 Grundmaterials. 

Wie weiter oben angegeben, soil die direkte spektrale 
Transmission bei einer Schichtdicke von 1 mm im Wel- 
ieniangenbereich von X = 600 nm bis X » 2650 nm 
einen Wert von mindestens 60% besitzen. Die spektrale 

30 Transmission, also die Transparent des Grundmaterials 
im transparenten Oberflachenbereich, wird mit einem 
Spektralphotometer ohne Ulbricht-Kugel an einer ge- 
eignet praparierten Probe mit polierten Oberflachen 
gemessen. Aus dem angegebenen Wert errechnet sich 

35 bei einer Schichtdicke von etwa 0^ mm unter BerQck- 
sichtigung des Extinktionskoeffizienten . ein entspre- 
chend hdherer, prozentual er Transmissionswert 

Das Verfahren zur Herstellung eines Formkorpers, 
wie eingangs charakterisiert, zeichnet sich erfindungs- 

40 gemaB dadurch aus, daB ein Grundkorper nach dem 
SchlickerguBverfahren hergestellt wird, wobei Quarz- 
glas einer Reinheit von mindestens 99*9% zu einem Pul- 
ver mit einer TellchengroBe unter 70 \im zerkleinert, ein 
Schlicker aus dem Pulver gebildet und wahrend einer 

45 Zeitdauer von 1 bis 240 h durch fortwahrendes Inbewe- 
gunghalten stabilisiert wird, der stabilisierte Schlicker in 
eine pordse, dem GrundkQrper entsprechende Form 
eingefQllt und darin eine vorbestimmte Zelt belassen, 
nach Entfernen der Form der erhaltene Grundkorper- 

50 Rohling getrocknet und danach in einem Ofen mit einer 
Aufheizgeschwindigkeit von 5 bis 60 K/min auf eine 
Sintertemperatur im Bereich von 1350°C bis 1450° C 
auf geheizt, einer Temperatur von tiber 1300° C wahrend 
einer Zeitdauer von mindestens 40 min ausgesetzt und 

55 der gesinterte Grundkdrper abgekQhlt wird, und daB 
dann ein Oberflachenbereich des den Grundkdrper bil- 
denden opaken, pordsen, gasundurchlassigen Grundma- 
terials lokal mittels einer Heizquelle auf eine Tempera- 
tur im Bereich von 1650°C bis 2200° C zur Umwandlung 

60 des pordsen, opaken Grundmaterials in transparentes 
Quarzglas so lange erhitzt wird, bis die Dicke des trans- 
parenten Oberfiachenbereichs mindestens 0,5 mm be- 
tragt und seine direkte spektrale Transmission bei einer 
Schichtdicke von 1 mm im Welieniangenbereich von X 

65 — 600 nm bis X « 2650 nm einen Wert von mindestens 
60% besitzt Durch die Warmezufuhr heizt sich zu- 
nachst eine dunne Schicht des Oberfiachenbereichs sehr 
schnell auf, weil durch die geringe spektrale Transmis- 
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sion des Grundmaterials des Grundkdrpers ein Energie- 
transport durch Waraestrahlung wirkungsvoll unter- 
drflckt wird Da auch die Warmeleitung des Grundmate- 
rials gering ist, bleibt die warmebeeinfluBte Zone lokal 
eng begrenzt und es werden schnell die hohen Tempera- 
turen im Bereich von 1650°C bis 2200° C erreicht Dabei 
sintern die Mikroporen im Grundmaterial zusammen 
und es bildet sich eine transparente Quarzglas-Schicht 
aus. Da die Dichte des pordsen, opaken Grundmaterials 
nahezu der Dichte von massivem, transparentem 
Quarzglas entspricht bzw. der Volumenanteil an Mikro- 
poren im Grundmaterial sehr. gering ist, treten keine 
merklichen Schwunderscheinungen auf und Spannun- 
gen im Grundkdrper werden vermieden. AuBerhalb des 
warmebehandelten Oberfiachenbereichs bleiben die Ei- 
genschaften des opaken, pordsen Grundmaterials un- 
verandert erhalten. 

Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens ist darin zu sehen, daB es die Herstellung belie- 
biger, komplizierter Formkarper mit mindestens einem 
transparenten Oberfiachenbereich ermdglicht, weU der 
Grundkdrper des Formkdrpers im SchlickerguBverfah- 
ren herstellbar ist und wegen der lokalen Erwarmung an 
beliebig ausgewahlten Oberfiachenbereichen des 
Grundkdrpers das Grundmaterial aus dem opaken, po- 
rdsen Zustand in den transparenten Zustand umgewan- 
delt werden kann. 

Bei einem erfindungsgemaBen Formkdrper ist der 
transparente Oberfiachenbereich vorteilhafterweise als 
Flanschflache ausgebildet Hierbei betragt die Dicke des 
transparenten Oberfiachenbereichs mehr als 0,6 mm. 
Bei diesem Formkdrper wird der durch die Erfindung 
erzielte Vorteil einer kostengtastigen Herstellung ge- 
gemlber dem Stand der Technik, wie er durch die japa- 
nische Gebrauchsmusterverdffentlichung bekannt ge- 
worden ist, deutlich. Es kommt nur ein einziger Werk- 
stoff bei der Erfindung zum Einsatz, namlich das speziel- 
le Grundmaterial. Die glatte Oberflache, die gegebenen- 
falls noch poliert ist, ergibt eine gute Dichtwirkung. Eine 
Reinigung der freien Oberflache des transparenten 
Oberfiachenbereichs, beispielsweise durch Atzen mit 
Fluorwasserstoffsaure, ist mdglich, ohne daB hierdurch 
die Dichtwirkung der freien .Oberflache verschlechtert 
wird. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
kann der Formkdrper als Hohlkdrper ausgebildet sein, 
wobei wenigstens Teilbereiche seiner AuBen- und/oder 
Innenfiache den transparenten Oberfiachenbereich bil- 
den. Hierbei kann es von Vorteil sein, die gesamte Au- 
Ben- und/oder Innenoberfiache transparent auszubil- 
den. Ein solcher Hohlkdrper . kann beispielsweise ein 
Rohr sein, dessen AuBen- und/oder Innenoberfiache 
transparent ausgebildet ist. Bei Rohren, wie sie bei- 
spielsweise fQr Hochtemperatur-Druckwalzen oder 
-Giattungswalzen eingesetzt werden, ware die AuBen- 
oberfiache des rohrfdrmigen Grundkdrpers transparent 
auszubilden. Bei Rohren fflr die Leitung von hocherhitz- 
ten, chemisch aggressiven Substanzen ware die Innen- 
oberfiache des rohrfdrmigen Grundkdrpers transparent 
auszubilden. Die opak bleibende AuBenoberfiache wdr- 
de dabei eine direkte Warmeabstrahlung verhindern, 
wahrend die transparente Innenoberfiache beispiels- 
weise Korrosion durch die Substanzen vermindert und 
eih Haften von Teilchen verhindert 

Der Formkdrper kann auch als Tiegel ausgebildet 
sein, wobei vorteilhafterweise dessen gesamte Innen- 
oberfiache transparent, beispielsweise bis zu einer 
Schichtdicke von 1,5 mm, ausgebildet ist Wenn die Au- 
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Benoberfliche des Tiegels opak belasseh wird, sorgt sie 
fQr eine homogene Temperaturverteilung im Tiegel, 
wahrend die transparente Innenoberfiache weniger 
korrosionsanfailig als eine opake, pordse Innenoberfia- 
che ist und auch leicht gereinigt werden kann. 

Vorteilhafterweise ist der Grundkdrper als Behalter 
ausgebildet, wobei ein Teilbereich des Grundkdrpers 
uber die gesamte Wandstarke transparent ausgebildet 
ist und ein Einblickfenster bildet Die Herstellung eines 
solchen Einblickfensters ist sehr einfach im Gegensatz 
zu der bisher Qblichen Praxis des EinschweiBens eines 
Fensters in einen Behalter, was auBerordentlich kritisch, 
aufwendig und nur unter thermischer Strapazierung ei- 
nes grdBeren Behaiterbereichs mdglich ist 

Zum Bilden des Einblickfensters hat es sich bewahrt, 
den einander gegenUberliegenden Oberfiachenberei- 
chen jeweils mit einer separaten Heizquelle Warme zu- 
zufQhren, urn die Umwandlung des opaken, pordsen 
Quarzglas es in transparentes Quarzglas durchzufuhren. 

In einer bevorzugten, weiteren AusfQhnmgsform ist 
der Formkdrper gemafl der Erfindung als Spiegelroh- 
ling, wie Leichtgewichtsspiegelrohling, ausgebildet und 
der transparente Oberfiachenbereich bildet die mit ei- 
nem Reflexionsbelag zu versehene Flache des Spiegel- 
rohlings. Dabei wird mittels des oben angegebenen 
SchlickerguBverfahrens zunachst ein Grundkdrper in 
Form eines Spiegelrohlings oder eines Bauteils eines 
Spiegelrohlings hergestellt Dann wird diejenige Ober- 
flache des Spiegelrohlings oder des Bauteils, die mit 
einem Reflexionsbelag versehen werden soli, mittels ei- 
ner oder mehrerer Heizquellen erhitzt Dabei ffihren die 
zu erhitzende Oberflache und die Heizquelie(n) eine Re- 
lativbewegung zueinander aus, so daB nach und nach die 
gesamte Oberflache erhitzt und das Grundmaterial in 
den transparenten Zustand umgewandelt wird. Diese 
Verfahrensweise zur Herstellung eines Formkdrpers als 
Spiegelrohling ist wesentlich kostengilnstiger als der 
aus dem Stand der Technik bekannte Zusammenbau 
eines Spiegelrohlings durch VerschweiBen, Zusammen- 
fritten oder Zusammensintern von mehreren Einzelbau- 
teilen, an das sich gegebenenf alls noch eine mechanische 
Bearbeitung anschlieBt 

Nachfoigend werden unter Bezuguahme auf die 
Zeichnungen bevorzugte AusfOhrungsbeispiele von er- 
findungsgemaBen Formkdrpern eriautert 

In den Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 die Herstellung einer transparenten Schicht auf 
der Oberflache eines Flansches, 

Fig. 2 einen Schnitt endang der Schnittlinie II-II in 
Fig. 1, 

Fig. 3 einen Langsschnitt durch einen Leichtge- 
wichtsspiegelrohling, 

Fig.4A einen Rohrabschnitt mit transparenter Au- 
Benschicht, 

Fig. 4B einen Rohrabschnitt mit transparenter Innen- 
schicht. 

Fig. 5 einen Tiegel mit transparenter Innenschicht, 
und 

Fig. 6 einen Behalter mit transparentem Einblickfen- 
ster. 

Alle Grundkdrper far die einzeinen Teile, wie sie in 
den Fig. 1 bis 6 dargestellt sind, werden nach dem 
SchlickerguBverfahren hergestellt Hierbei wird als 
Ausgangsmaterial hoch reines, amorphes Siliziumdioxid 
mit einer chemischen Reinheit von 99$% eingesetzt, 
das aus Quarzsand oder Bergkristall hergestellt wird. 
Gegebenenfalls lassen sich auch hoch reine Quarzabfal- 
le, wie Quarzglasbruch, als Ausgangsmaterial einsetzen. 
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Das Ausgangsmaterial wird zu einem pulverfdrmi- 
gem Material zerkleinert, wobei die TeilchengrdBe un- 
ter 70 ujn liegt, vorzugsweise in einem sehr engen Be- 
reich zwischen 0,45 \ixti bis 50 u.m. Diese Zerkleinening 
erfolgt in einer mit Polyurethan ausgekleideten Kugel- 5 
muhle zusammen mit demineralisiertem Wasser. Um 
das Ausgangsmaterial chemisch rein zu halten, werden 
vorzugsweise Mahlkugeln eingesetzt, die aus Quarzglas 
bestehen. Der Schlicker wird in der KugelmOhle in Be- 
wegung gehalten, bis keine Sedimentationserscheinun- 10 
gen mehr zu beobachten sind. In diesem Zustand be- 
tragt der Feststoffgehalt in dem Schlicker etwa 80% bei 
einem pH-Wert von 4,5. AnschlieBend wird der Schlik- 
ker in eine Hartgipsform eingegossen, die eine Negativ- 
form fur den zu erstellenden Grundkarper darstellt 15 
Nach einer mehrstttndigen Verweilzeit des gesamten, 
eingegossenen Materials wird der Formkdrper-Rohling 
der Form entnommen und getrocknet Eine solche 
Trocknung sollte schonend erfolgen, beispielsweise un- 
ter langsamer, stufenweiser Erhitzung bis auf 300°Q 20 
wobei die einzelnen Temperaturstufen in der GrdBen- 
ordnung von 10 bis 15 Stunden aufrechterhalten wer- 
den. Die stufenweise Anhebung der Temperatur sollte 
etwa 15 bis 20° C betragen. Dieser getrocknete Form- 
kdrper-Rohling wird dann einer Hochtemperaturbe- 25 
handlung in einem Ofen unterworfen, wobei eine Sinter- 
temperatur von 1350°C bis 1450° C eingestellt wird. Der 
Hochtemperaturbehandlung von Qber 1300° C wird der 
Formkdrper-Rohling fQr mindestens 40 Minuten ausge- 
setzt Danach wird der gesinterte Rohling abgekQhlt 30 
Der nun vorliegende Grundkdrper ist opak und pords. 
Es ist ersichtlich, daB solche Grundkdrper in beliebigen 
Formen mit dem vorstehend beschriebenen, einfachen 
GieBverf ahren hergestellt werden kdnnen. Hierbei sind 
auch komplizierte Strukturen mdglich, wobei die Gren- 35 
zen solcher Strukturen durch die herzustellenden GieB- 
formen und die mdgliche Entformbarkeit gegeben sind. 
Unter Umstanden kdnnen verlorene Gipsformen einge- 
setzt werden, d. h. diese Gipsformen werden nach einer 
Trocknung des Ausgangsmaterials zerstdrt 40 

Ah dieses Herstellungsverfahren des Grundkdrpers 
schlieBt sich nun eine lokale Temperaturbehandlung im 
Bereich von 1650°C bis 2200?C an, um das pordse, opa- 
ke Grundmaterial in ein trans parentes Quarzglas umzu- 
wahdeln. 45 

Hierzu wird das Grundmaterial so lange erhitzt, bis 
sich eine transparente Oberflachenschicht aufbaut, de- 
ren Dicke mindestens 0,5 mm betragt Dabei erfolgt ei- 
ne lokale Erwarmung mittels einer Heizquelle, wobei 
vorzugsweise ein Gasbrenner, wie Erdgas- oder Was- 50 
serstoff-Sauerstoff-Brenner, ein Plasmabrenner, ein 
elektrischer Lichtbogen oder ein Laser, wie COi-Laser, 
eingesetzt werden. Wie ersichtlich ist, kann mit den un- 
terschiedlichen Warmequellen entweder eine lokale fla- 
chige Erwarmung des Grundkdrpers erfolgen oder aber 55 
eine sehr definierte Erwarmung, beispielsweise durch 
Einsatz eines Laserstrahls. Durch die Herstellung der 
transparenten Oberflachenschicht wird eine mikrosko- 
pisch sehr glatte Oberfiache erzeugt 

In Fig. 1 ist ein Flansch 1 dargestellt, an dessen Unter- 60 
seite ein Steg 2 mitgegossen ist Dieser Grundkdrper ist 
mittels vorstehend angefahrtem GieBverfahren gefer- 
tigt Der Grundkdrper wird in eine Dreheinrichtung ein- 
gespannt und um die Achse 3 in Richtung des Drehpfeils 
4 gedreht Auf die freie Oberfiache 5 des Flanschs 1 ist 65 
die Flamme 7 eines Wasserstoff-Sauerstoff-Brenners 6 
gerichtet Diese Flamme erwarmt einen lokalen Bereich 
der Oberfiache 5, der durch das Bezugszeichen 8 in 
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Fig. 1 angegeben ist Um die gesamte freie Flanschober- 
fiache zu erwarmen und damit eine transparente Ober- 
flachenschicht 9 zu erzeugen, wie dies in Fig. 2 darge- 
stellt ist, wird zusatzlich zu der Drehung des Flansches 1 
um die Drehachse 3 der Brenner 6 in Richtung des Dop- 
pelpfeils 10 in radialer Richtung der Oberfiache des 
Flansches hin- und herbewegt Eine solche Bewegung in 
Richtung des Doppelpfeils 10 kann von innen nach au- 
Ben oder von auBen nach innen erfolgen; unter Umstan- 
den kann aber auch eine oszillierende Bewegiing derart 
erfolgen, daB die einzelnen Oberfiachenbereiche mehr- 
fach durch die Flamme 7 des Brenners 6 uberstrichen 
werden. 

Wie die Schnittdarstellung der Fig. 2 zeigt, wird in der 
dargestellten Ausffihrungsform nur eine transparente 
Oberflachenschicht 9 erzeugt, wahrend die Unterseite 
des Flansches 1 sowie der Steg 2 als opakes Grundmate- 
rial 11 verbleiben. 

Der Flansch, wie er in den Fig. 1 und 2 gezeigt ist, 
besitzt einen AuBendurchmesser 12 von 280 mm und 
einen Innendurchmessej 13 von 200 mm. Die Dicke 14 
des rohrfdrmigen Stegs 2 betragt etwa 4 mm. Die ver- 
glaste, transparente Oberflachenschicht 9 ist in der ge- 
zeigten AusfQhrungsform in einer Dicke 15 von 3 mm 
ausgefOhrt, wahrend die verbleibende, opake Oberfla- 
chenschicht 11 an der Unterseite des Flansches in einer 
entsprechenden Dicke 16 von 12 mm verbleibt 

Es ist ersichtlich, daB das Bauteil in Form des Flan- 
sches mit dem Steg 2 nicht nur an der Oberseite des 
Flansches mit einer transparenten Oberflachenschicht 9 
versehen werden kann, sondern daB mit einer entspre- 
chenden Abwandlung des Verfahrens auch weitere Be- 
reiche des Bauteils, z. B. die Unterseite des Flansches 
oder auch der Innenumfang des rohrfdrmigen Stegs 2, 
transparent ausgefuhrt werden kdnnen. 

Rg. 3 zeigt einen Spiegeltriiger- Rohling 17, der auf 
seiner Unterseite strukturiert ist und auf seiner Obersei- 
te eine transparente Oberflachenschicht 9 aufweist, die 
nach dem erfindungsgemaBen Verf ahren, z. B. mit einer 
Brenneranordnung, wie sie in Fig. 1 dargestellt ist, her- 
gestellt ist Insbesondere in Verbindung mit Spiegeltra- 
gerkdrpern kdnnen mit dem erfindungsgemaBen GieB- 
verfahren und der anschlieBenden Bildung einer trans- 
parenten Schicht 9 sehr komplizierte und feingliedrige 
Tragestrukturen aufgebaut werden. Mit der transparen- 
ten Schicht 9 wird eine sehr glatte und nicht pordse 
Schicht geschaffen, auf die nach mechanischer Bearbei- 
tung ein reflektierender Belag aufgebracht, beispiels- 
weise aufgedampft, werden kann. 

In den Fig. 4A und 4B sind einfache Rohrabschnitte 
gezeigt, um zu demons trieren, daB mit dem erfindungs- 
gemaBen Verf ahren in einfacher Weise Rohre 19 gegos- 
sen werden kdnnen, die anschlieBend an definierten 
Stellen, z. B. an der AuBenflache 20 oder der Innenflache 
21, unter Warmebehandlung mit einer transparenten 
Schicht 9 versehen werden kdnnen, wobei auf der je- 
weils gegenQberliegenden Seite eine opake Schicht aus 
dem Grundmaterial 11 verbleibt 

Die Fig. 5 zeigt einen Tiegel 22, der an seiner Obersei- 
te einen nach auflen vorstehenden, umlaufenden. 
Flansch 23 besitzt Der Tiegel ist nach dem erfindungs- 
gemaBen SchlickerguBverfahren als Grundkdrper her- 
gestellt Wie in Fig. 5 angedeutet ist, ist die Innenflache 
24 sowie die nach oben gerichtete AuBenflache des 
Flansches 23 transparent ausgefuhrt, d. h. diese Fiachen- 
bereiche wurden warmebehandelt, so daB in dem 
Grundmaterial 11 des Grundkdrpers eine transparente 
Schicht 9 in einer Dicke im Bereich von 1 bis 2 mm 
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gebildet wird. Auf diese Weise wird die Innenseite des 
Tiegels vergutet, d. h. die Poren werden geschlossen und 
es wird eine sehr glatte Oberflache erzeugt Es ist er- 
sichtlich, daB solche Tiegel sehr kostengunstig herge- 
stellt werden kannen, da f Qr die Erzeugung der transpa? 5 
renten Quarzglas-Innenauskleidung des Tiegels keine 
besonderen Bauteile miteinander verschweiBt werden 
milssen. Vielmehr wird nur ein aus Schlickergufl gegos- 
sener Grundkarper verwendet 

In Fig. 6 ist eine Ausfflhrungsform eines geschlosse- 10 
nen Behalters 25 gezeigt der aus zwei Haiften als Bau- 
teile gebildet ist, wie durch die Trennlinie 28 angedeutet 
ist Jede dieser Haiften ist ein nach dem SchlickerguB- 
verfahren hergestellter Grundkdrper. An einer Stelle 
der oberen Haifte 26 ist ein Einblick-Fenster 27 vorge- 15 
sehen, das durch lokale Warmebehandlung des opaken 
Grundmaterials erzeugt wird. Anhand dieser AusfOh- 
rungsform ist ersichtlich, daB definierte Stellen nach- 
traglich, d h. nach dem die beiden Grundkdrper zum 
Behilter zusammengefugt sind, transparent gemacht 20 
werden kannen. Zum Aufbau des Grundkdrpers mussen 
solche Funster vorab nicht berucksichtigt werden, son- 
dern sie kannen vielmehr den Anforderungen des run- 
den angepaBt werden. Bisher muflten solche Fenster 
nachtraglich in die Wandung eines Behalters einge- 25 
schweiBt werden, wodurch sich eine sehr aufwendige 
und kostenin tensive Verf ahrensweise ergab. 

Patentanspruche 

30 

1. Formkarper aus Quarzglas, der mindestens einen 
Oberflachenbereich aus transparentem Quarzglas 
aufweist, dessen freie Oberflache glatt ist und eine 
Oberfiachenmikrdrauhigkeit von kleiner als 8 urn 
besitzt, dadurch gekennzeichnet, daB er aus einem 35 
Grundkdrper besteht, dessen Grundmaterial eine 
chemische Reinheit von mindestens 99,9% und ei- 
nen Cristobalitgehalt von hachstens 1% besitzt, der 
gasundurchlassig und opak ist, Poren enthalt bei 

.. einer Wands tarke von 1 mm eine praktisch kon- 40 
stante, unterhalb 10% liegende, direkte spektrale 
Transmission im Wellenlangenbereich X = 190 nm 
bis X = 2650 nm besitzt und eine Dichte von wenig- 
stens 2,1 5 g/cm 3 aufweist, und daB der transparente 
Oberflachenbereich aus dem bei einer Temperatur 45 
oberhalb 1 650° C warmebehandelten Grundmateri- 
al gebildet ist, seine Dicke mindestens 0,5 mm be- 
tragt und seine direkte spektrale Transmission, bei 
einer Schichtdicke von 1 mm im Wellenlangenbe- 
reich von X - 600 nm bis X » 2650 nm, einen Wert 50 
von mindestens 60% besitzt 

2. Formkarper nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB wenigstens 80% der Poren des 
Grundmaterials eine maximale Porenabmessung 
von weniger als 20 um, vorzugsweise von weniger 55 
als 10 um, aufweisen. 

3. Formkdrper nach einem der Anspriiche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Porengehalt im 
Grundmaterial im Bereich von 0,5 bis 2£% pro 
Volumeneinheit liegt 60 

4. Formkarper nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB der transparente 
Oberflachenbereich eine Flanschflache bildet 

5. Formkarper nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Grundkarper als 65 
Hohlkdrper ausgebildet ist, wobei wenigstens ein 
Teilbereich seiner AuBen- und/oder Innenoberfla- 
che den transparenten Oberflachenbereich bildet 
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6. Formkarper nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die gesamte AuBen- und/oder Innen- 
oberfiache transparent ausgebildet ist 

7. Formkarper nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Grundkarper als 
Tiegel ausgebildet ist, dessen gesamte Innenober- 
flache transparent bis zu einer Wandstarke von 
mindestens 1,0 mm ausgebOdet ist 

8. Formkarper nach einem der Ansprflche 1 bis 3 
dadurch gekennzeichnet daB der Grundkarper als 
Spiegelrohling, wie Leichtgewichtsspiegelrohling, 
ausgebildet ist und der transparente Oberflachen- 
bereich die mit einem Reflexionsbelag zu versehen- 
de Flache des Spiegelrohiings bildet 

9. Formkarper nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB der transparente 
Oberflachenbereich eine Dicke von mindestens 
1,0 mm besitzt 

10. Verfahren zum Herstellen eines Formkarpers 
aus Quarzglas mit mindestens einem Oberflachen- 
bereich aus transparentem Quarzglas, dessen freie 
Oberflache glatt ist und eine Mikrorauhigkeit von 
kleiner als 8 uxn besitzt, dadurch gekennzeichnet, 
daB ein Grundkarper nach dem SchlickerguBver- 
fahren hergestellt wird, wobei Quarzglas einer 
Reinheit von mindestens 99,9% zu einem Pulver 
mit einer TeilchengraBe unter 70 \im zerkleinert, 
ein Schlicker aus dem Pulver gebildet und wahrend 
einer Zeitdauer von 1 bis 240 h durch fortwahren- 
des Inbewegunghalten stabilisiert wird, wobei der 
stabilisierte Schlicker in eine porase, dem Grund- 
karper entsprechende Form eingefQUt und darin 
eine vorbestimmte Zeit belassen wird, wobei nach 
Entfernen der Form der erhaltene Grundkarper- 
Rohling getrocknet und danach in einem Ofen mit 
einer Aufheizgeschwindigkeit von 5 bis 60 K/min 
auf eine Sintertemperatur im Bereich von 1350°C 
bis 1450°C aufgeheizt einer Temperatur von uber 
1300° C wahrend einer Zeitdauer von mindestens 
40 min ausgesetzt und der gesinterte Grundkarper 
abgekQhlt wird, und daB dann ein Oberflachenbe- 
reich des den Grundkarper bildenden opaken, po- 
rasen, gasundurchlassigeh Grundmaterials lokal 
mittels einer Heizquelle auf eine Temperatur im 
Bereich von 1650°C bis 2200° C zur Umwandlung 
des porasen, opaken Grundmaterials in transparen- 
tes Quarzglas solange erhitzt wird, bis die Dicke 
des transparenten Oberfiachenbereichs mindestens 
0,5 mm betragt und seine direkte spektrale Trans- 
mission bei einer Schichtdicke von 1 mm im Wel- 
lenlangenbereich von X « 600 nm bis X = 2650 nm 
einen Wert von mindestens 60% besitzt 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet daB als Heizquelle ein Gasbrenner, wie 
Erdgas- oder Wasserstoff-Sauerstoff-Brenner, ein 
Plasmabrenner, ein elektrischer Lichtbogen oder 
ein Laser, wie CG 2 -Laser, eingesetzt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch 
gekennzeichnet daB die Heizquelle und der Ober- 
flachenbereich relativ zueinander bewegt werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Heizquelle hin und her Ober den 
Oberflachenbereich bewegt wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet daB. der Grundkarper als 
Flansch ausgebildet wird. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Grundkdrper als 
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Hohlkorper ausgebildet wird und wenigstens ein 
Teilbereich seiner AuBen- und/oder Innenoberfia- 
che mittels der Heizquelle erhitzt wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 12 und Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Hohlkorper zur 5 
Erhilzung des Teilbereichs seiner AuBen- und/oder 
Innenoberflache rotiert wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB die gesamte AuBen- und/oder 
Innenoberflache mittels der Heizquelle erhitzt 10 
wird. 

18. Verfahren nach einem der Ansprfiche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Grundkdrper als 
Hegel ausgebildet wird, dessen gesamte Innen- 
oberflache mittels der Heizquelle solange erhitzt 15 
wird, daB eine transparente Schicht von wenigstens 

1 ,0 mm Dicke gebildet wird. 

19. Verfahren nach einem der Ansprfiche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Grundkdrper als 
Spiegelrohling, wie Leichtgewichtsspiegelrohling, 20 
ausgebildet wird und die Heizquelle fiber diejenige 
OberflSche des Spiegelrohlings bewegt wird, die als 
Reflexionsflache vorgesehen ist 

20. Behalter aus Quarzglas mit einem Einblickfen- 
ster aus transparentem Quarzglas, dadurch ge- 25 
kennzeichnet, daB er aus einem Grundkflrper be- 
stent, dessen Grundmaterial eine chemische Rein- 
heit von mindestens 99,9% und einen Cristobalitge- 
halt von hochstens 1% besitzt, der gasundurchlas- 

' sig und opak ist, Poren enthalt, bei einer Wandstar- 30 
ke von 1 mm eine praktisch konstante, unterhalb 
10% liegende, direkte spektrale Transmission im 
Wellenlangenbereich X - 190 nm bis X = 2650 nm, 
besitzt und eine Dichte von wenigstens 2,15 g/cm 3 
aufweist, daB der Grundkdrper mindestens einen 35 
Oberfiachenbereich aus transparentem Quarzglas 
aufweist, dessen freie Oberflache glatt ist und eine 
Oberflachenmikrorauhigkeit von kleiner als 8 urn 
besitzt, daB der transparente Oberfiachenbereich 
aus dem bei einer Temperatur oberhalb 1650° C 40 
warmebehandeltem Grundmaterial gebildet ist, sei- 
ne Dicke mindestens 0,5 mm betragt und seine di- 
rekte spektrale Transmission bei einer Schichtdicke 
von 1 mm im Wellenlangenbereich von X — 600 nm 
bis X — 2650 nm einen Wert von mindestens 60% 45 
besitzt, und daB der transparente Oberfiachenbe- 
reich fiber die gesamte Wandstarke des Grundkdr- 
pers transparent ausgebildet ist und ein Einblick- 
fenster bildet. 
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